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Inventia se refer la purtitorii fototermoplastici pentru metode optice de impare a informgei si poate fi utiliza#

n electrofotografigi holografie.

Este cunoscut puitorul fototermoplastic pe baza compiilor de fotopolimeri carbazolici sensibiliiacu 2,4,7-
trinitrofluorenora [1]. In calitate de fotoconductor organic a fost méti carbazolil-9-etilmetacrilatul (CEM),
copolimerizat cu alchilmetacrifigin calitate de plastifighin prezega inifiatorului azobisizobutironitril, in uratorul
raport al componentelor (% mol.): carbazolil-9+atkacrilat 50-80, plastifiant 20-50.

Insa purtitorul fototermoplastic meionat posed o fotosensibilitate relativ micin regiunea vizibi a spectrului.

Mai apropiat din punct de vedere tehnologic deptepus este puitorul fototermoplastic de inforngia, care este
constituit din suport (polietilentereftalat metalizcu nichel), strat injector din selenjustrat fotosensibil pe baza
compoziiei mecanice alituite din polivinilcarbazosi termoplastid2].

Dezavantajul acestui pator fototermoplastic este fotosensibilitatea joa810? (1xs)™.

Problema tehnicconst in mirirea fotosensibilitii purtitorului fototermoplastic de inforngia.

Esena inveniei o constituie faptul & purtitorul fototermoplastic caime suport din lavsan metalizat cu strat injector
si strat fotopolimeric depuse consecutiv, stratyédtor executat din safie solich de semiconductor calcogenid
vitrific din sistemul As-S-Se-Sn cu grosimea 0,8-Qm, iar stratul fotopolimeric este constituit dinpodimerul
carbazoliletilmetacrilatului.

Folosirea ca strat injector a spéi solide de semiconductor calcogenid vitrific distemul As-S-Se-Sn, care posed
Tn comparge cu straturile celui mai apropiat analog o efigiecuantiéc mai mare £1), permite migorarea cantitii
componetei fotosensibile in copolimer de la 30% mokisipand sensibilitatea fotografi¢4,0-6,5)10%(IxS) ™.
Marirea sensibilitii fotografice rezubi din faptul & in stratul de fotopolimer este injectat un surglagpuritori de
sarciri conform gradientului cAmpului electric.

Rezultatul tehnic al inveiei propuse constin aparjia injectrii suplimentare a puitorilor de sarcia in
fotopolimer.

Inventia se explig prin desenele, care reprezint

- fig. 1, schema structurii putbrului fototermoplastic;

- fig. 2, dependean fotosensibilitii determina dupi relaxarea potaialului pe straturile de fotopolimer depuse pe
suport metalizat in fuie de temperatér

- fig. 3, capacitatea de difuzie a luminii in ftircde temperatéir

Purtitorul fototermoplastic este constituit din suportutlin lavsan metalizat, pe care sunt depuse catigetratul
injector 2si stratul fotopolimeric 3.

Purtitorul fototermoplastic furioneaz in felul urnditor: la conectarea unui dispozitiv special de temsiinalt,
stratului fotopolimeric 3i stratului injector 2 li se comuriigotenial electrostatic de polaritate ofius

Astfel electrizat, puttorul fototermoplastic devine fotosensibil.

La iluminare n stratul injector & stratul fotopolimeric 3 are loc fotoionizargacrearea pustorilor de sarcia
liberi. Tn locurile iluminate se creeazregiuni (canale) cu conductibilitate sparicomune pentru stratul
fotopolimeric 3si stratul injector 2.

Marirea concentngei purtatorilor de sarcia liberi in stratul fotopolimeric 3 pe contul patdrilor de sarcia injectgi
din stratul injector 2 duce la majorarea considiétabsensibiliitii purtitorului fototermoplastic in ansamblu.
Exemple de realizare a inv@éi

Exemplul 1. Tn 25 ml de sdfie de fotopolimer ce cagime 2,5 g copolimer de carbazoliletiimetacrilat (@E-
octilmetacrilat (OMA) cu compotia: 30:70% mol. se adaag,35 g 2,4,7 - trinitrofluorendnin calitate de
sensibilizator. Dup dizolvaresi filtrare din soluie se prepdrun suport de lavsan metalizat 1, ceto@suplimentar
strat de injector 2 din fotoconductori halcogenidi= 0,5 pm) si strat fotopolimeric cu grosimea de 2.
Fotosensibilitatea, determidadupi timpul de Tnjuritatire a curbei relaiii potertialului la temperatura optiinde
imprimare (75-7&) constituie (3,8-4,0)0%Ix*s™.

Exemplul 2. Pugttorul fototermoplastic se confgeneaz prin analogie cu exemplul 1 din copolimerul CEM:@M
(40:60% mol.). Fotosensibilitatea, determinatupi timpul de Tnjunititire a curbei relaxii potentialului la
temperatura de nregistrare a infotimgoptice, care este egatu 80-82C, constituie (4,3-4,50%Ix*s™.

Exemplul 3. Putttorul fototermoplastic se confgeneaza prin analogie cu exemplul 1 din copolimerul CEM:@M
(50:50% mol.). Temperatura imprimi constituie 84-86C. Fotosensibilitatea este egal 4,6[1.0% 1x's™.

Exemplul 4. Putttorul fototermoplastic se confgeneaz din copolimerul CEM:OMA (50:50% mol.) neprecipitat
Temperatura de imprimare constituie 80@2Fotosensibilitatea nu se deosgbale cea a fotopolimerului supus
reprecipitirii, indicat in exemplul 3si constituie 4,510%1x"s™.

Exemplul 5. Pu#torul fototermoplastic se conf@ggneaz conform exemplului 1 din copolimerul CEM:OMA
(60:40% mol.). Fotosensibilitatea acestui piant fototermoplastic la temperatura de imprimareC9¢€onstituie (5,0-
5,2) 10%1x's™.

Exemplul 6. Putttorul fototermoplastic se confgeneaz analogic exemplului 1 din copolimerul de
carbazoliletiimetacrilagi cetilmetacrilat (CEM:CMA) in raport de 60:40% mjolFotosensibilitatea acestui pitdr
la temperatura de imprimare 75-C7constituie (6,0-6,5)10° 1x* [s*. Straturile de fotopolimer pos&@roprietii
de deformare bune datariagiunii plastifiante a cetilmetacrilatului (fig. 3utbele 4-5).
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Exemplul 7. Pu#torul fototermoplastic se confgeneaz analogic exemplului 1 din copolimerul CEM:CMA
(50:50% mol.). Fotosensibilitatea acestui piant la temperatura de imprimare 68-C&onstituie 5,310%1x's™.

in fig. 2 este ilustrat dependefa fotosensibiliiti determinai dupi relaxarea poteialului pe straturile de
fotopolimer depuse pe suport metalizat in finde temperatér(curbele 1,2%i pe substrat de injector (curbele 3-
6): curbele 1,5 - straturi de fotopolimer din cdp@r CEM:OMA (50:50% mol.); curbele 2,6 - stratude
fotopolimer din copolimer CEM:OMA (60:40% mol.); tha 3 - CEM:OMA (30:70% mol.); curba 4 - CEM:OMA
(40:60% mol.).

Fig. 3 reprezirit capacitatea de difuzie a luminii in fyiecde temperatérpentru straturile de fotopolimeri din
copolimerii CEM:OMA (1-3)si CEM:CMA (4,5): curba 1 - CEM:OMA (30:70% mol.)uha 2 - CEM:OMA
(40:60% mol.), curba 3 - CEM:OMA (50:50% mol.), bar4 - CEM:CMA (50:50% mol.), curba 5 - CEM:CMA
(60:40% mol.).

Folosirea stratului de injector din sgisolide cu compozia As-S-Se-Sn permite reducereatgartului de CEM in
copolimeri paa la 30-40% molsi ameliorarea proprigtilor deformaionale ale straturilor de fotopolimeri, ceea ce
in conseciti contribuie la majorarea sensikitit fotografice de 2,0-2,5 ori, deci la mararea relati¥ a preului
purtitorului. Aceasta se datate Tnlocuirii amestecurilor mecanice PVC-termoptastcare, de regil sunt
neomogene din cauza incompatiliiiitpolimerilor cu structut chimica diferitda cu copolimeri chimic omogeni.



